Kwestionariusz pomiaru temperatury w uprawie sztucznych diamentoéw

Wypetnij ten formularz, aby otrzymac indywidualng oferte.
Twoje informacje pomoga nam znalez¢ najlepsze mozliwe rozwiazanie dla Twojej aplikacji.

Dane klienta

Firma Dziat Adres internetowy
Skrytka pocztowa Ulica

Kod pocztowy Miasto Kraj

Osoba kontaktowa Tel. E-mail
Przemyst

Zastosowanie
Opis pomiaru (w miare mozliwosci nalezy zataczy¢ zdjecia lub rysunki).

4 N\
Pozycja pomiarowa pirometru
Z gbry (o) D Tak D Nie
7 boku (@) LHrae U Nie
inne
Pomiar odlegtosci ai=—mm b= mm
Dtugosd¢rury celowniczej a,=—_ mm b,=—___mm
Srednica okna podgladu
(swobodne otwieranie) d=—_  mm di=—_____mm
Srednica otworu d=—  mm dy=—mm
- J
CVD z osoczem
Produkowany
Rodzaj plazmy D jest CH4 D Inne zwiazki gazowe
Czy plazma jest generowana przez mikrofale? D Tak D Nie
Temperatury
Temperatura diamentu od do °C
Temperatura nosnika od do °C
Temperatura wewnatrz piekarnika / plazmy od do °C
Wymiary diamentu
Jak duzy jest krysztat nasienny na poczatku? mm Liczba krysztatéw nasion

Oczekiwany wymiar diamentu
po zakonczeniu uprawy? Szeroki_______mm Gtebokos¢_____ mm Wysokos¢ ___ mm




Informacje na temat procesu

Jak dtugo trwa proces hodowli? l:’ Godziny D Dni

Tempo wzrostu

W ktérym momencie pojawiaja

sie ztoza grafitu? Godziny
Czy krysztat sie porusza? D Tak D Nie
Czy krysztat jest stale widoczny? D Tak D Nie
Jak do tej pory mierzono temperature? D wcale D Termopara D Pirometr
l:’ inne
Temperatura otoczenia pirometru °C
Materiat okna podgladu? D Kwarc D Szafir D Borokrzemian

l:’ inne

Specyfikacja pozyskiwania wartosci mierzonej

Pomiar na poczatku procesu przed

pierwszym osadzeniem wegla/grafitu? D Tak D Nie

Pomiar osadzania sie wegla/grafitu? D Tak D Nie

Typ pirometru D przenosny D stacjonarny

Urzadzenie celownicze D Przezroczysty daszek D Kamera wideo D Laserowe Swiatto pilotujace

Przetwarzanie sygnatu

Sygnat wyjsciowy / interfejs cyfrowy D 0/4-20 mA D RS 485 D usB D 10-Link

D inne

Czy zmierzone wartosci powinny
by¢ rejestrowane? D Tak D Nie

Czy istnieje centralny system
gromadzenia danych? D Tak D Nie

Dodatkowe szczegoéty lub opis

Wyslij pocztg

KELLER HCW GmbH - Infrared Temperature Solultions (ITS)

infrared .
temperature I ’ S Carl-Keller-Str. 2-10 - 49479 Ibbenbiren - Germany
solutions Tel. +49(0) 5451 850 - Fax +49 (0) 5451 85412 - www.keller.de/its - its@keller.de
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